
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、ソースおよびドレインからなる薄膜トランジスタと、該薄膜トランジスタの上
部に、前記ソースまたはドレインに接続された導電性材料からなる第一の電極、少なくと
も有機ＥＬ発光層、透明導電性薄膜材料からなる上部透明電極である第二の電極、少なく
とも一層以上パッシベーション層が積層形成され、前記薄膜トランジスタにより駆動され
る有機ＥＬ素子とを備え、透明支持基板上に形成された色変換層単体またはカラーフィル
タ層と色変換層との積層体が前記有機ＥＬ素子の第二の電極側に対向して配置された有機
ＥＬディスプレイであって、
　色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体の前記第二の電極側に、ヤ
ング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層を積層して設け、このオーバーコー
ト層のうち前記第二の電極側のオーバーコート層を前記パッシベーション層の表面に密着
させるとともに、前記基板と支持基板との外周を封止接着して成
　

ることを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】

請求項１記載の有機
ＥＬディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
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り、
ヤング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層のうち、最もヤング率の小さい

オーバーコート層が、前記パッシベーション層の表面に有機ＥＬ素子の表示エリア内で密
着して成

ヤング率の最も小さいオーバーコート層の厚さが、２～４μｍである



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高精細で信頼性に優れ、携帯端末機や産業用計測器の表示など広範囲な応用可
能性を有する有機ＥＬディスプレイに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いた駆動方式のカラー有機ＥＬディスプレイが開
発されている。ＴＦＴが形成されている基板側に光を取り出す方式では、配線部分の光の
遮光効果により、開口率が上がらないため、最近ではＴＦＴが形成されている基板とは反
対側に光を取り出す、いわゆるトップエミッション方式が開発されている。
【０００３】
一方、パターニングした蛍光体に有機ＥＬ素子の発光を吸収させ、それぞれの蛍光体から
多色の蛍光を発光させる色変換方式の開発が進められている。この方式は、ＴＦＴ駆動を
用いたトップエミッション方式の併用により、さらに高精細で高輝度の有機ＥＬディスプ
レイを提供できる可能性を含んでいる。特開平１１－２５１０５９号公報や、特開平２０
００－７７１９１号公報に開示されているカラー表示装置は、このような方式の一例であ
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
色変換方式を用いたトップエミッションディスプレイの構造としては、有機ＥＬ素子と、
色変換フィルタ（色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体）が、その
間に配設された柱状のギャップ調整層により、有機ＥＬ素子の上部側の透明電極に対向し
て、一定のギャップをもって配設された構造が、特開平１１－２９７４７７号公報に開示
されている。また、そのギャップに絶縁オイル等を充填した構造が、実開平３－９２３９
８号公報に開示されている。
【０００５】
しかし、柱状の構造物（支柱）により一定のギャップを設ける構成では、有機ＥＬ層と色
変換フィルタとの間に屈折率の大きく異なる気体層（空隙）が存在することになり、気体
層と有機ＥＬ素子との界面、または気体層と色変換フィルタとの界面での光の反射が大き
くなり、光の取り出し効率が低下する。また、ギャップに絶縁オイル等を注入した構成で
は、係る反射の問題は緩和されるものの、ディスプレイの製造プロセスが複雑化する上、
本来、完全固体デバイスである有機ＥＬディスプレイの利点である耐衝撃性を損なうこと
にもなり、最良の構成とは言えない。
【０００６】
これらの問題を解決する構成として、有機ＥＬ素子と、この有機ＥＬ素子の上部の透明電
極に対向する色変換フィルタとが、透明樹脂層によって、互いに強固に貼りあわされた構
成も、特許第２７６６０９５号に開示されている。しかし、この構造においては、有機Ｅ
Ｌ素子と色変換フィルタとを接着する工程、あるいは形成したディスプレイが置かれた環
境温度の変化等により発生した熱応力や振動、圧力などの機械的応力によって、ＥＬ素子
が剥離するなどのダメージを受けてしまう問題がある。
【０００７】
さらに、特開平１１－１２１１６４号公報には、有機ＥＬ素子と、色変換フィルタとの間
に、樹脂フィルムであるベースフィルムと、同じく樹脂フィルムである結合層とを、結合
層を色変換フィルタ側にして積層する構成が開示されている。しかして、該公報には、結
合層の役割として、色変換フィルタの段差を平坦化することと、色変換フィルタとベース
フィルムとの緩衝膜として機能させること、と記載されている。しかしながら、該公報で
は、色変換フィルタと有機ＥＬ素子とのギャップ調整については考えが及んでいない。ま
た、ベースフィルムとの緩衝膜として機能させるとあるのみで、肝心の有機ＥＬ素子に加
わる応力を緩和することについても示唆するところが無い。さらには、本発明のような、
ＴＦＴを備える有機ＥＬディスプレイに固有の問題を解決することについては、該公報の
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発明自体がＴＦＴを備えていないので言及されていない。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、上記の目的を達成するために、
基板上に、ソースおよびドレインからなる薄膜トランジスタと、該薄膜トランジスタの上
部に、前記ソースまたはドレインに接続された導電性薄膜材料からなる第一の電極、少な
くとも有機ＥＬ発光層、透明導電性薄膜材料からなる上部透明電極である第二の電極、少
なくとも一層以上パッシベーション層が積層形成され、前記薄膜トランジスタにより駆動
される有機ＥＬ素子とを備え、透明支持基板上に形成された色変換層単体またはカラーフ
ィルタ層と色変換層との積層体が前記有機ＥＬ素子の第二の電極側に対向して配置された
有機ＥＬディスプレイであって、
色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体の前記第二の電極側に、ヤン
グ率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層を積層して設け、このオーバーコート
層のうち前記第二の電極側のオーバーコート層を前記パッシベーション層の表面に密着さ
せるとともに、前記基板と支持基板との外周を封止接着して成ることとする。尚、カラー
フィルタ層と色変換層との積層体を用いる場合、例えば有機ＥＬ素子から発光される光が
青色の場合は、青色についてはカラーフィルタ層のみとなり、緑色と赤色についてはカラ
ーフィルタ層と色変換層との積層体となる。
【０００９】
本発明においては、ヤング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層のうち、最も
ヤング率の小さいオーバーコート層が、前記パッシベーション層の表面に有機ＥＬ素子の
表示エリア内で密着して成ることが好ましい。
このように、本発明は、ＴＦＴを形成した基板と、少なくとも色変換層を形成した支持基
板である透明基板とを、両者の基板の間に、透明基板側にギャップ調整用のオーバーコー
ト層を、基板側（有機ＥＬ素子側）に応力緩和用のオーバーコート層を、空間を設けるこ
となく対向させるもので、特にヤング率の小さい応力緩和用のオーバーコート層によって
、パッシベーション層との界面に、表示性能に悪影響を及ぼす気体のボイドが生じること
を回避することができる。すなわち、ヤング率の最も小さいオーバーコート層が、パッシ
ベーション層に表示エリア内で密着して、ＴＦＴの配線に起因する凹凸によって生じる空
間を埋め、かつ有機ＥＬディスプレイに環境から加わる熱応力や機械的応力を緩和する。
ＴＦＴ基板の配線による凹凸は１～２μｍ程度であるので、この凹凸を埋める、ヤング率
の最も小さいオーバーコート層の厚さは、２～４μｍが適切である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の有機ＥＬディスプレイについて以下に説明する。
以下の説明においては、第一の電極が陽極で第二の電極が陰極の場合を説明するが、第一
の電極（下部電極）を陰極に、第二の電極（上部電極）を陽極とすることも可能である。
１：薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）基板と陽極
ガラスやプラスティックなどからなる絶縁性基板、または、半導電性や導電性基板に絶縁
性の薄膜を形成した基板上にＴＦＴがマトリックス状に配置され、各画素に対応した陽極
にソース電極が接続される。
【００１１】
ＴＦＴは、ゲート電極をゲート絶縁膜の下に設けたボトムゲートタイプで、能動層として
多結晶シリコン膜を用いている。
陽極は、ＴＦＴ上に形成された平坦化絶縁膜上に形成される。通常の有機ＥＬ素子では、
透明で仕事関数が高いインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）が陽極材料として用いられるが、
トップエミッション構造の場合、ＩＴＯの下に反射率の高いメタル電極（アルミニウム、
銀、モリブデン、タングステン）を用いることが好ましい。
２：有機ＥＬ素子
有機ＥＬ素子には、下記のような層構成からなるものが採用される。
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（１）陽極／有機ＥＬ発光層／陰極
（２）陽極／正孔注入層／有機ＥＬ発光層／陰極
（３）陽極／有機ＥＬ発光層／電子注入層／陰極
（４）陽極／正孔注入層／有機ＥＬ発光層／電子注入層／陰極
（５）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機ＥＬ発光層／電子注入層／陰極
本実施の形態のトップエミッション色変換構造では、上記の層構成において、陰極は有機
ＥＬ発光層の発する光の波長域において透明（透過率およそ５０％以上）であることが必
要で、この陰極を介して発光する。尚、本明細書で有機ＥＬ層と称するときは、正孔注入
層、正孔輸送層、電子注入層を含む場合もある。
【００１２】
透明な陰極としては、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム、
マグネシウム、ストロンチウム等のアルカリ土類金属、またはこれらのフッ化物等からな
る電子注入性の金属やその他の金属との合金や化合物の極薄膜（１０ｎｍ以下）を電子注
入層とし、その上に、ＩＴＯ、またはＩＺＯ等の透明導電膜を形成する構成とする。
【００１３】
有機ＥＬ発光層の各層の材料としては、公知のものが使用される。例えば、有機ＥＬ発光
層として青色から青緑色の発光を得るためには、例えばベンゾチアゾール系、ベンゾイミ
ダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキソニウム化合物
、スチリルベンゼン系化合物、芳香族ジメチリディン系化合物などが好ましく使用される
。
３：パッシベーション層
有機ＥＬ素子上のパッシベーション層として、電気絶縁性を有し、水分や低分子成分に対
するバリア性を有し、可視域における透明性が高く（４００～７００ｎｍの範囲で透過率
５０％以上）、好ましくは２Ｈ以上の膜硬度を有する材料を用いる。
【００１４】
例えば、ＳｉＯｘ，ＳｉＮｘ，ＳｉＮｘＯｙ，ＡｌＯｘ，ＴｉＯｘ，ＴａＯｘ，ＺｎＯｘ
等の無機酸化物、無機窒化物等が使用できる。このパッシベーション層の形成方法として
は、有機ＥＬ素子に悪影響を与えなければ特に制約はなく、スパッタ法、ＣＶＤ法、真空
蒸着法等で形成できる。素子に直接影響が無ければ、ディップ法等の慣用の手法でも形成
できる。
【００１５】
上述のパッシベーション層は単層でも良いが、複数の層が積層されたものでは水分のバリ
ア等、その効果がより大きい。
積層されたパッシベーション層の厚さは０．１～５μｍが好ましい。
４：オーバーコート層
オーバーコート層は、有機ＥＬ素子側に形成しても良いが、有機ＥＬ素子は熱や紫外光に
弱い材料で構成されているため、その上面へ形成する場合は様々な制約が発生する。した
がって、比較的、熱や紫外光に強い色変換層上面に形成することがより好ましい。
【００１６】
最もパッシベーション層側以外のオーバーコート層としては、色変換層の上部に色変換層
の機能を損なうことなく形成でき、かつ、高い弾力性を有するものが良く、可視域におけ
る透明性が高く（４００～７００ｎｍの範囲で透過率５０％以上）、Ｔｇが１００℃以上
で、表面硬度が鉛筆硬度で２Ｈ以上であり、色変換層上に平滑に塗膜を形成でき、色変換
層の機能を低下させない材料であれば良く、例えば、イミド変性シリコーン樹脂（特開平
５－１３４１１２号公報等参照）、無機金属化合物（ＴｉＯ，Ａｌ 2Ｏ 3，ＳｉＯ 2等）を
アクリル、ポリイミド、シリコーン樹脂等中に分散したもの（特開平５－１１９３０６号
公報等参照）、紫外線硬化型樹脂としてエポキシ変性アクリレート樹脂（特開平７－４８
４２４号公報参照）、アクリレートモノマーとオリゴマーとポリマーとの混合物の反応性
ビニル基を有した樹脂、レジスト樹脂（特開平６－３００９１０号公報、特開平９－３３
０７９３号公報等参照）、無機化合物のゾル－ゲル法（月刊ディスプレイ１９９７年３巻
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７号等参照）、フッ素系樹脂（特開平５－３６４７５号公報等参照）等の光硬化型樹脂及
び／または熱硬化型樹脂が挙げられる。ヤング率は０．３ＭＰａ以上が好ましい。このオ
ーバーコート層は、課題の項で述べたギャップを一定に保つためのものであり、ヤング率
が０．３ＭＰａ以下だと、外部応力によってギャップが一定に保てなくなる。
【００１７】
最もパッシベーション層側のオーバーコート層は、例えばナイロン６、ナイロン６－６を
はじめとするポリアミド樹脂のように、単位構造中に剛直基を含まない高分子材料やシリ
コーンゴムやゲル、各種合成ゴム等が挙げられる。具体的には、ヤング率が０．３ＭＰａ
以下の材料が好ましく、より好ましくは、０．１ＭＰａ以下の材料である。ただし、０．
０１ＭＰａ以下では、層の形成時に形状を保持できないので、０．０１ＭＰａ以上の材料
とする。
【００１８】
フォトレジストも、原料として、剛直基を含まない直鎖状のオリゴマーや、官能基数が３
以下のモノマーを含み、硬化物の３次元架橋密度があまり高くならないものであれば使用
できる。或いは、上記以外のフォトレジストにおいても、光照射または加熱量を弱くし、
架橋密度があまり高くならない状態で使用することで、応力緩和層として適用できるもの
もある。
５：色変換フィルタ（色変換層＋カラーフィルタ）
１）有機蛍光色素
本発明において、色変換層に用いる有機蛍光色素としては、発光体から発する青色から青
緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、例えばローダミン
Ｂ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１、ローダミン１１０、スルホローダミン、ベーシ
ックバイオレット１１、ベーシックレッド２等のローダミン系色素、シアニン系色素、１
－エチル－２－〔４－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－１３－ブタジエニル〕－ピリジ
ウム－パ－クロレート（ピリジン１）などのピリジン系色素、あるいはオキサジン系色素
等が挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）も
蛍光性があれば使用することができる。
【００１９】
発光体から発する青色ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色
素としては、３－（２’－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノクマリン（クマリン
６）等のクマリン系色素、あるいはクマリン系色素系染料であるベーシックイエロー５１
、さらにはソルベントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６等のナフタルイミド系色
素などが挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等
）も蛍光性があれば使用することができる。
２）ブラックマスク樹脂
次に、本発明の色変換フィルタに用いられるマトリクス樹脂は、光硬化性または光熱併用
型硬化性樹脂を、光および／または熱処理して、ラジカル種やイオン種を発生させて重合
または架橋させ、不溶不融化させたものである。
３）カラーフィルタ層
色変換層のみでは十分な色純度が得られない場合は、カラーフィルタ層と上記色変換層と
の積層体とする。カラーフィルタ層の厚さは１～１．５μｍが好ましい。
実施例
以下に、本発明の一実施例を図１を参照して説明する。図１は本発明実施例の有機ＥＬデ
ィスプレイの断面概略図である。図２は本発明の比較例である。
〔ＴＦＴ基板１，２，３〕
図１に示すように、ガラス基板１にボトムゲート型のＴＦＴを形成し、陽極３にＴＦＴの
ソースが接続される構成とした。
【００２０】
陽極３は、図示しないＴＦＴ上の絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介してソースに
接続されているアルミニウムが下部に形成され、その上部表面にＩＺＯ（ＩｎＺｎＯ）が
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形成されている。
アルミニウムは、発光層からの発光を反射してトップから効率良く光を放出することと、
電気抵抗低減のために設ける。アルミニウム膜の厚さは３００ｎｍとした。上部のＩＺＯ
は、仕事関数が高く、効率良くホールを注入するために設ける。ＩＺＯの厚さは２００ｎ
ｍとした。
〔有機ＥＬ層４〕
陽極３／正孔注入層／正孔輸送層／有機ＥＬ発光層／電子注入層／陰極５で有機ＥＬ素子
を構成した（有機ＥＬ層４としては、この構成から両電極を除いた４層構成である）。
【００２１】
陽極３を形成した基板１を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層、有機
ＥＬ層、電子注入層を、真空を破らずに順次成膜した。成膜に際して真空槽内圧は１×１
０ - 4Ｐａまで減圧した。正孔注入層は銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を１００ｎｍ積層し
た。正孔輸送層は４，４－ビス〔Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ〕ビフェニ
ル（α－ＮＰＤ）を２０ｎｍ積層した。有機ＥＬ層は、４，４－ビス（２，２’－ジフェ
ニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）を３０ｎｍ積層した。電子注入層はアルミキレー
ト（Ａｌｑ）を２０ｎｍ積層した。
【００２２】
この後、メタルマスクを用いて、透明な陰極を、真空を破らずに形成した。
透明な陰極５は、電子注入に必要な仕事関数の小さな金属Ｍｇ／Ａｇを共蒸着法にて膜厚
２ｎｍ成膜し、その上にＩＺＯ膜をスパッタリング法で膜厚２００ｎｍ成膜することによ
り形成した。
〔パッシベーション層６〕
パッシベーション層６として、スパッタ法にてＳｉＯＮｘ膜を３００ｎｍ堆積させた。
〔カラーフィルタ層９〕
透明（ガラス）基板１２上に青色フィルタ材料（富士ハントエレクトロニクステクノロジ
ー製：カラーモザイクＣＢ－７００１）をスピンコート法にて塗布後、フォトリソグラフ
法によりパターニングを実施し、膜厚１０μｍのラインパターンとした。
【００２３】
同様のカラーフィルタ材料系で、赤、緑のカラーフィルタ層（図示せず）を上記透明基板
１２上にスピンコート法にて塗布後、フォトリソグラフ法によりパターニングを実施し、
膜厚１．５μｍのラインパターンとした。
〔色変換層１０〕
緑色蛍光色素としてクマリン６（０．７重量部）を溶剤のプロピレングリコールモノエチ
ルアセテート（ＰＧＭＥＡ）１２０重量部へ溶解させた。光重合性樹脂の「Ｖ２５９ＰＡ
／Ｐ５」（商品名、新日鉄化成工業株式会社）１００重量部を加えて溶解させ、塗布液を
得た。この塗布溶液を、透明基板１２上の緑色カラーフィルタ上にスピンコート法を用い
て塗布し、フォトリソグラフ法により、パターニングを実施し、膜厚１０μｍのラインパ
ターンとした。
【００２４】
赤色蛍光色素としてクマリン６（０．６重量部）、ローダミン６Ｇ（０．３重量部）、ベ
ーシックバイオレット１１（０．３重量部）を溶剤のＰＧＭＥＡへ溶解させた。光重合性
樹脂のＶ２５９ＰＡ／Ｐ５を１００重量部を加えて溶解させ、塗布液を得た。この塗布溶
液を、透明基板１２の赤色カラーフィルタ上に、スピンコート法を用いて塗布し、フォト
リソグラフ法により、パターニングを実施し、膜厚１０μｍのラインパターンとした。
【００２５】
各色の色変換層１０の間には、ブラックマスク１１（厚さ１０μｍ）が形成されている。
熱伝導率の高いブラックマスクとして、色変換層壁面に、まず格子状のパターン形成が可
能なマスクを用いたスパッタ法にて酸化クロムを５００ｎｍ形成した。次いで、同様のマ
スクを用い、スパッタ法にてＳｉＮ膜を、Ｒ，Ｇ，Ｂの各ピクセルの周辺に、同膜厚にな
るように形成した。画素のピッチは０．３×０．３ｍｍで、各色のサブピクセルの形状は
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０．１×０．３ｍｍである。
〔第一オーバーコート層７〕
色変換層１０の上面に、ＺＰＮ１１００（日本ＺＥＯＮ製）をスピンコート法にて塗布し
（ヤング率約５ＭＰａ）、その後、フォトリソグラフ法を用いてパターニングし、色変換
層１０の上部に形成した。色変換層１０表面からの厚みは３μｍであった。
〔第二オーバーコート層８〕
応力緩和用で、かつＴＦＴ配線の凹凸を覆うシリコーンゲル（東レ・ダウコーニング製）
をスクリーン印刷法で、第一オーバーコート層７の上にコートした（ヤング率約０．０５
ＭＰａ）。スクリーン印刷時は４～５μｍの厚さであるが、圧力をかけて貼り合わせる工
程により、約１／２の厚さにできる。
【００２６】
シリコーンゲルの塗布方法はスクリーン印刷法に限定されるものではなく、必要量を滴下
するだけでも良く、また、薄層に形成できるエッジコータやバーコータの手法を用いても
良い。
〔貼り合わせ〕
このようにして得られたＴＦＴ２に有機ＥＬ素子とパッシベーション層６とを形成した基
板１と、カラーフィルタ層９、色変換層１０、ブラックマスク１１、第一オーバーコート
層７、第二オーバーコート層８を形成した透明基板１２とを、ＵＶ硬化型の封止樹脂１３
で貼り合せた。封止樹脂１３としては、このようなＵＶ硬化型エポキシ樹脂またはＵＶ硬
化型アクリル樹脂を用いる。
【００２７】
この時、第二オーバーコート層８は、パッシベーション層６と密着するが、接着しない状
態となっている。これは、接着してしまうと、外部から応力がかかった時に、最も密着力
の弱いＥＬ素子側に剥離等の欠陥が形成されることになるためである。
尚、本実施例では、オーバーコート層を二層としたが、さらにヤング率の小さい第三のオ
ーバーコート層を形成してパッシベーション層に密着させて、より完全に界面の凹凸のよ
る空間を除去する構成も可能である。
比較例
第一オーバーコート層（透明樹脂接着層７）として、ネガ型レジストＪＮＰＣ－４８（Ｊ
ＳＲ製）を用い、次いで、第二オーバーコート層を設けないで、ポリカーボネートにて透
明基板１２と基板１とを接着した。他の条件は実施例１と同一とした。
評価
下記の項目について評価を行なった。結果を表１に示す。
・ヒートサイクル試験：作製したディスプレイをヒートサイクル試験（－４０℃⇔９５℃
、１２０サイクル、温度昇降時間５分以内）にかけ、形　　　　　　　　　　　　状異常
の有無を確認した。
【００２８】
【表１】
　
　
　
　
　
【００２９】
【発明の効果】
本発明によれば、以下の効果が得られる。
先ず、色変換フィルタとブラックマスクとは、必ずしも同じ厚さで形成できず、また、パ
ターニングの時に位置ズレが生じてパターンとパターンとの間に凹部ができるが、係る凹
凸を、第一オーバーコート層により、平坦化することができる。加えて、この第一オーバ
ーコート層により、色変換フィルタ（色変換層）と有機ＥＬ素子とのギャップが調整でき
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る。
【００３０】
さらに、ヤング率の小さい（柔らかい）第二オーバーコート層により、ＴＦＴを有する素
子に特有の問題である、ＴＦＴ基板の配線に基づく細かい凹凸を覆うことができるので、
パッシベーション層の界面に、表示性能に悪影響を及ぼす気体のボイドの発生を防止する
ことができる。さらに、第二オーバーコート層は応力の緩和の役割も果たすので、熱応力
等の外部環境によって生じる応力に対して、信頼性が高い有機ＥＬディスプレイを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機ＥＬディスプレイの構成を示す断面概略図である
【図２】本発明の比較例の構成を示す断面概略図である
【符号の説明】
１　　　基板
２　　　ＴＦＴ
３　　　陽極
４　　　有機ＥＬ層
５　　　陰極
６　　　パッシベーション層
７　　　第一オーバーコート層
８　　　第二オーバーコート層
９　　　カラーフィルタ層
１０　　色変換層
１１　　ブラックマスク
１２　　透明基板
１３　　封止樹脂
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